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Anotácia výsledku: Dosiahnutý výsledok je v oblasti optimalizácie a aplikácie procesov priamej 

elektrónovej litografie pri príprave štruktúr pre výskum a vývoj senzorov. Pre tento účel je potrebné 

experimentálne získať parametre litografického procesu a tieto využiť pri simuláciách výsledných 

štruktúr v elektrónovom reziste. 

Skúmali sme charakteristiky 2 aktuálne perspektívnych rezistov - negatívneho elektrónového rezistu 

HSQ XR-1541 a pozitívneho elektrónového rezistu AR-P 6200/2 (CSAR62) pri energii elektrónov 20, 30 

a 40 keV. 

Originálne výsledky: 

• Simulácie profilu rezistu HSQ kremíkovom substrátea analýza závislosti profilu rezistu od dávky 

expozície pre energiu elektrónov 30 keV. 

• Simulácie proximitných parametrov rezistu HSQ a CSAR62 na kremíkovom substrátepre energiu 

elektrónov 30 a 40 keV. 

• Simulácie proximitných parametrov rezistu HSQ na GaAs substrátepre energiu elektrónov 40 keV. 
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